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Abstract 

 

ナノインプリントは、半導体産業の中で発展した微細加工技術を用いて製造した金型による樹
脂の型押し成型技術である。同技術により従来シリコンウエハ上に限られていた１００nm 以下の
微細加工の対象は、ガラスや樹脂基板あるいは化合物半導体上などの広範な材料に広がる。さ
らに従来は、主として小型装置による研究用サンプルの作成に用いられていたが、近年は、１２
インチウエハや G5 基板対象とした完全自動化した量産用ナノインプリント装置も登場し、各種産
業の製造現場に急速に広がろうとしている。 
ナノインプリントの主たる応用対象は、フォトニクスデバイスである。電磁界シミュレーションで

構造設計し、ナノインプリントで製造されたデバイスは、光の波長、位相、偏光などを制御し、通
信、認証、ディスプレイ、カメラ、AR、分光、レーザー加工などエレクトロニクスや機械加工へ応用
される。また光照射された表面の局所電界を制御したデバイスは医療、バイオ分野に広がろうと
している。さらに従来制御が困難とされてきたフォノンについてもナノ構造を取り入れたデバイス
で実現されようとしている。本稿ではこれら近年の産業界におけるナノインプリント技術の応用動
向について紹介し、今後の展望について述べる。 
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